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디스플레이 산업의 지속적인 발전으로 투명 전도막 (ITO) 및 원료 물질인 인듐 (In)의 수요가 증

가함에 따라 공정 중 폐기되는 인듐 스크랩이 꾸준하게 증가하고 있는 추세이다. ITO 증착은 주

로 스퍼터링 방식을 사용하고 있는데, 공정으로부터 발생하는 저품위의 인듐은 공정 및 종류에 

따라 인듐 함유량이 적게는 2% 이하에서 많게 70% 이상까지 매우 다양한 형태로 존재한다. 따

라서 여러 형태로 존재하는 인듐 스크랩에 대한 재활용 방안이 체계적으로 시급히 마련되어야 

한다.   

본 연구에서는 ITO 증착 공정에서 발생하는 저순도의 인듐 스크랩 분말을 이용하여 선별공정을 

적용하였다. 인듐 스크랩 원료는 Al2O3가 주성분이며, 인듐은 약 2% 정도 함유되어 있다. 인듐 

스크랩 분말의 조성에 따른 고유 특성을 이용하여 여러 가지 선별방법을 통해 얻어진 분말의 회

수량 및 순도를 분석함으로서 선별방법에 따른 효율성을 고찰하였다.  


